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FeCu,AlCu など添加元素が過飽和に存在する合金を電子線照射して試料中にナノ析出物を生

成し、電気伝導や硬度制御への応用に繋げる。 
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１．目的 

照射促進偏析現象を利用して、従来の熱処理法では不可能な添加元素ナノ析出物生成をおこ

なう。ナノ生成物生成による材料の強度の著しい向上や電気伝導度の精密制御を試みる。 

 

２．方法 

TIARA 第５ターゲット室の電子線照射解析装置を用いて、２５０度 C で FeCu 合金を 2.0MeV

の電子線で照射する。照射後、ビッカース硬度計による硬度変化を測定し、硬度の Cu 濃度

依存性、照射量依存性を議論する。 

 

３．研究成果 

電子線照射による硬度増加は、初期 Cu 濃度が大きいほど、また電子線照射量が大きいほど

著しい。ビッカース硬度変化は、照射量の平方根に比例し、さらに Cu 初期濃度に比例する

ことがわかった。さらに、アトムプローブ法により、直径２－３ナノｍの Cu 析出物が生成

していることが判明した。 

 

４．結論・考察 

ビッカース硬度の Cu 濃度依存性、電子線照射量依存性から、照射による硬度増加は、Cu ナノ析出

物が転位の障害になる、いわゆるオロワンモデルにより説明できる。今後は、電気伝導度にナノ析

出物がどのような効果を及ぼすかを調べる予定である。 
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